国标《高纯镍》标准编制说明书
1、 任务来源及计划要求
   本标准制定任务由中国有色金属工业协会中色协综字[2008]24号文件《关于下达2008年第一批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》下达，项目序号为20079068-T-610，由金川集团有限公司兰州金川金属材料技术有限公司负责起草，计划于2009年12月完成。
2、 编制原则
满足市场需求，规范市场行为，与国外先进标准接轨。
3、 编制情况
   接受标准制定任务后，标准起草人查阅了大量技术资料和信息资料，并召集有关专家进行讨论，根据市场需求，结合试验实际情况，在原国家标准GB/T 6516-1997《电解镍》的基础上，根据高纯镍冶金技术和产品分级的技术特点，结合市场需求，确定了本标准中高纯镍的化学成分和物理性能等技术指标； 2009年4月提出标准草案，并向各有关单位征求意见，根据讨论意见进一步完善标准文本，于5月底提出《标准预审稿》。经过标委会组织讨论，于7月底提出《标准审定稿》。
4、 开展本项目的背景情况
   高纯金属主要用于电子化工材料和特殊合金材料,随着大规模集成电路的发展，计算机等电子、电器制品市场的迅速扩展，高纯金属的市场需要量不断增长，高纯镍是一种制备高纯试剂及标样配置的基体材料，同时还可应用于制备磁记录材料、磁传感器材料、光电材料和集成电路、氢化催化、大规模集成电路、原子反应堆保护材料、生物材料、航空发动机、低膨胀合金等高技术领域。随着高新技术的发展，多种金属已作为高新技术的战略物资，并要求将其提纯至非常高的纯度，高纯、超高纯金属的制备、特性及应用在现代材料科学和工程领域中属于新型的不断增长的领域。近年来，随着经济建设的快速发展，原有色金属镍光谱标准样品已不能较好的反映客户对产品质量检测的要求，在国民经济中的地位和作用日益突出，受到了前所未有的高度重视，一方面，很难满足日益增长的高纯金属市场的强烈需求，产品品质差异大；另一方面，高纯金属企业之间竞争行为不规范，市场秩序较为混乱。由于这种状况，有必要对高纯金属的产品要求予以界定，对高纯金属的发展方向提出指导性准则，以规范市场行为，促进高纯金属生产企业的健康发展，也为政府部门的宏观管理、政策制定提供依据。

5、 项目组成员及其主要工作

本标准主要起草人有：武浚 杨艳 卢越刚 马永峰 白延利 邱平。具体工作如下：
——武浚为该项目总负责人，负责项目组人员具体分工，确定标准的具体实施方案，组织技术人员对国内高纯镍的市场需求及生产状况、产品质量状况进行调研，组织人员进行高纯镍标准的编写工作，并参与标准的验证工作。

——杨艳为该项目主管，对整个项目全面管理及组织实施，协调内外部工作，审查标准文本内容及格式，组织标准审定，对技术性内容审核把关，并对送审稿进行审核把关工作。
——卢越刚、马永峰和白延利负责推动项目的实施、控制项目进度，对标准制定过程中的每一个环节进行把关并组织实施，调研高纯镍产品的市场情况，解决标准起草过程中出现的技术性问题，负责标准的验证工作。

——邱平起草标准文本中附录部分，并确定标准中化学及物理指标及含量范围。

6、 标准主要技术内容介绍
1本标准首次制定，属于新起草的标准。
2基于高纯镍市场需求及应用等原因，标准中高纯镍分为两个牌号：HPNi-1、HPNi-2。作为重要的高纯金属材料之一，高纯镍的市场及应用较为广泛。其中HPNi-1高纯镍板可直接作为添加元素应用于航空，宇宙原子工业的超合金，及新合金的开发，用于宇航机，航空机，原子能关联设备，高张力合金零部件加工，喷气发动机，电动机特殊零部件加工，飞机等起降轮架加工等；也可通过机械加工工艺制备成高纯镍箔，用于原子反应堆防护材料；高纯镍板可直接用于分析标准试料；除直接应用外，HPNi-2高纯镍板可经真空熔炼制备成高纯镍锭，用于制备磁记录、微电子、光电材料和集成电路元器件功能镀膜用高纯镍靶材。由于制粉工艺及成本等因素，目前高纯镍粉的制备一般采用HPNi-2高纯镍，用于触媒试剂及粉末冶金工艺的生物材料、低膨胀合金等领域。
3高纯镍化学成分分析采用辉光放电质谱（GDMS）。高纯金属材料的纯度一般用减量法衡量。减量计算的杂质元素主要是金属杂质,不包括C,O,N,H等气体元素,但是气体元素的含量也是重要的衡量指标,一般单独提出。依应用背景的不同,要求进行分析的杂质元素种类也不同。以往杂质的测定方法采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）、原子吸收光谱测定法，但近年来有逐渐以灵敏度更高的辉光放电质量分析法（GDMS）为标准的倾向。GDMS具有检测灵敏度高，无须破坏样品，避免在分析过程中引入污染等优点。本标准即采用GDMS作为化学成分测试手段。
4根据市场对高纯镍指标要求，结合GB/T 6516-1997标准，将高纯镍的杂质元素定为16个，即Co、Si、P、S、Fe、Cu、Zn、As、Cd、Sn、Sb、Pb、Bi、Al、Mn、Mg。
5本标准中HPNi-1中规定16种主控杂质元素含量之和小于10ppm、HPNi-2中规定16种主控杂质元素含量之和小于100ppm。随着科学技术发展和电子信息技术的发展，依据市场需求，逐级提高高纯镍产品的纯度，以满足不同行业需求。
7、 标准水平                                                                                        
本标准达国际先进水平。

8、 与相关法律法规的关系

本标准不存在与相关法律法规相抵触之处，也不与其他标准相冲突。
9、 标准属性

本标准为国家推荐性标准。
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